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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５９ないし６３℃の範囲で溶融すること、及び特色のないＸ線回折図形を特徴とする、
非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフ
ィット。
【請求項２】
　非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホス
フィットの製造方法であって、該方法は、前記化合物を溶融し、その溶融液を急速に冷却
することからなる製造方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法で得られる非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル
）ペンタエリトリトールジホスフィット。
【請求項４】
　（ａ）酸化、熱又は光誘発分解を受け易い有機材料、及び
　（ｂ）請求項１記載の非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタ
エリトリトールジホスフィット
からなる組成物。
【請求項５】
　更に、前記成分（ａ）及び（ｂ）の他に、更なる添加剤を含む請求項４記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィットの
非晶質ソリッド改質物、前記改質物の製造方法、及び酸化、熱又は光誘発分解に対して、
有機材料を安定化させるための、その使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィットは、式Ｉ
【化１】

で表わされる化合物である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　式Ｉで表わされるこの化合物は、例えば、米国特許第５，３６４，８９５号明細書、米
国特許第５，４３８，０８６号明細書、米国特許出願公開第２００１／００２３２７０号
明細書、又は米国特許出願公開第２００２／００４００８１号明細書に教示されるように
、有機材料のための加工安定剤として有用である。式Ｉで表わされる化合物は、２３０な
いし２３２℃で溶融する結晶生成物として開示されている［米国特許第５，４３８，０８
６号明細書、実施例３、１６欄、１４行］。ＨＤＰＥの吹込み成形及び天然ゴムの加工の
ように、比較的低い温度で加工する有機ポリマーを安定化する場合、結晶生成物形態の式
Ｉで表わされる化合物の比較的高い融点は問題となる。その結果、添加剤は有機ポリマー
内に均一に分布せず、添加剤安定剤の安定化性能に問題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によると、前記したより高い溶融生成物に関連する問題を受けない、非晶質形態
の式Ｉで表わされる化合物が得られる。この新しい非晶質形態は、５９ないし６３℃の範
囲内のガラス転移温度（Ｔg）及び特色のないＸ線回折図形を特徴とする。
【０００５】
　本発明はまた、非晶質ソリッド形態の、式Ｉで表わされるビス（２，４－ジクミルフェ
ニル）ペンタエリトリトールジホスフィットの製造方法であって、該方法は、前記化合物
を溶融し、その溶融液を急速に冷却することからなる製造方法に関する。
【０００６】
　好ましい方法は、溶融材料を、３０℃以下、より好ましくは、２０℃近くに維持された
冷却表面上に注ぐこと、好ましくは、滴下することからなる。好ましくは、冷却表面は、
金属表面、例えば、サンドビク　ロトフォーマー（登録商標：Ｓａｎｄｖｉｋ　Ｒｏｔｏ
ｆｏｒｍｅｒ）中にある金属表面である。溶融材料はまた、冷却表面上に、冷却ガスと共
に、好ましくは、ノズルを通して噴霧され、非晶質の球状グラニュールを形成し得る。冷
却ガスの温度は、好ましくは、３０℃以下である。成形が溶融液からなされる場合、好ま
しくは、溶融液分布装置が、均一なペレットを形成するために使用される。このようにし
て得られた非晶質ソリッドは、慣用の方法によって、いかなる所望の粒子サイズまでも、
更に粉砕又は粗砕され得る。
【０００７】
　本発明はまた、前記化合物を溶融し、その溶融液を急速に冷却することによって得られ
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得る、５９ないし６３℃の範囲で溶融すること、及び特色のないＸ線回折図形を特徴とす
る、非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホ
スフィットに関する。
【０００８】
　本発明に従った非晶質ソリッドは、酸化、熱又は光誘発分解に対して、有機材料を安定
化するために非常に適当である。
【０００９】
　このような有機材料の例は以下の通りである：
　１．モノオレフィン及びジオレフィンのポリマー、例えばポリプロピレン、ポリイソブ
チレン、ポリブテ－１－エン、ポリ－４－メチルペンテ－１－エン、ポリビニルシクロヘ
キサン、ポリイソプレン又はポリブタジエン、並びにシクロオレフィン、例えばシクロペ
ンテン又はノルボルネンのポリマー、ポリエチレン（所望により架橋され得る）、例えば
高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、高密度及び高分子量ポリエチレン（ＨＤＰＥ－ＨＭＷ
）、高密度及び超高分子量ポリエチレン（ＨＤＰＥ－ＵＨＭＷ）、中密度ポリエチレン（
ＭＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）
、（ＶＬＤＰＥ）及び（ＵＬＤＰＥ）である。
【００１０】
ポリオレフィン、すなわち前の段落において例示したモノオレフィンのポリマー、好まし
くは、ポリエチレン及びポリプロピレンは、異なる方法によりそしてとりわけ以下の方法
により調製され得る：
　ａ）ラジカル重合（通常は高圧下及び高温において）。
　ｂ）周期表のＩＶｂ、Ｖｂ、ＶＩｂ又はＶＩＩＩ群の金属の一つ又はそれ以上を通常含
む触媒を使用した触媒重合。これらの金属は通常、一つ又はそれ以上の配位子、典型的に
はπ－又はσ－配位し得るオキシド、ハロゲン化物、アルコレート、エステル、エーテル
、アミン、アルキル、アルケニル及び／又はアリールを有する。これらの金属錯体は遊離
形態であるか、又は基材に、典型的には活性化塩化マグネシウム、チタン（ＩＩＩ）クロ
リド、アルミナ又は酸化ケイ素に固定され得る。これらの触媒は、重合媒体中に可溶又は
不溶であり得る。該触媒は重合においてそのまま使用され得、又は他の活性化剤、典型的
には金属アルキル、金属ヒドリド、金属アルキルハライド、金属アルキルオキシド又は金
属アルキルオキサンであって、該金属が周期表のＩａ、ＩＩａ及び／又はＩＩＩａ群の元
素であるものが使用され得る。活性化剤は、他のエステル、エーテル、アミン又はシリル
エーテル基で都合良く変性され得る。これらの触媒系は大抵、フィリップス、スタンダー
ド・オイル・インディアナ、チグラー（－ナッタ）、ＴＮＺ（デュポン）、メタロセン又
はシングルサイト触媒（ＳＳＣ）と命名される。
【００１１】
　２．１）で言及されたポリマーの混合物、例えばポリプロピレンとポリイソブチレン、
ポリプロピレンとポリエチレン（例えば、ＰＰ／ＨＤＰＥ、ＰＰ／ＬＤＰＥ）の混合物、
及び異なる型のポリエチレンの混合物（例えば、ＬＤＰＥ／ＨＤＰＥ）。
【００１２】
３．モノオレフィン及びジオレフィンの互いの又は他のビニルモノマーとのコポリマー、
例えばエチレン／プロピレンコポリマー、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）及びそ
の低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）との混合物、プロピレン／ブテ－１－エンコポリマー
、プロピレン／イソブチレンコポリマー、エチレン／ブテ－１－エンコポリマー、エチレ
ン／ヘキセンコポリマー、エチレン／メチルペンテンコポリマー、エチレン／ヘプテンコ
ポリマー、エチレン／オクテンコポリマー、エチレン／ビニルシクロヘキサンコポリマー
、エチレン／シクロオレフィンコポリマー（例えば、エチレン／ノルボルネン様ＣＯＣ）
、１－オレフィンが現場で生成されるエチレン／１－オレフィンコポリマー；プロピレン
／ブタジエンコポリマー、イソブチレン／イソプレンコポリマー、エチレン／ビニルシク
ロヘキセンコポリマー、エチレン／アルキルアクリレートコポリマー、エチレン／アルキ
ルメタクリレートコポリマー、エチレン／酢酸ビニルコポリマー又はエチレン／アクリル
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酸コポリマー及びそれらの塩（アイオノマー）並びにエチレンとプロピレン及びへキサジ
エン、ジシクロペンタジエン又はエチリデン－ノルボルネンのようなジエンとのターポリ
マー；及びそのようなコポリマーの互いの及び１）で上述したポリマーとの混合物、例え
ばポリプロピレン／エチレン－プロピレンコポリマー、ＬＤＰＥ／エチレン－酢酸ビニル
コポリマー（ＥＶＡ）、ＬＤＰＥ／エチレン－アクリル酸コポリマー（ＥＡＡ）、ＬＬＤ
ＰＥ／ＥＶＡ、ＬＬＤＰＥ／ＥＡＡ及び交互の又はランダムのポリアルキレン／一酸化炭
素コポリマー及びそれらの他のポリマー、例えばポリアミドとの混合物。
【００１３】
　４．水素化変性物（例えば粘着付与剤）を含む炭化水素樹脂（例えば炭素原子数５ない
し９）及びポリアルキレン及びデンプンの混合物。
　１．）ないし４．）のホモポリマー及びコポリマーは、シンジオタクチック、アイソタ
クチック、ヘミ－アイソタクチック又はアタクチックを含むいずれの立体構造をも有し得
り；アタクチックポリマーが好ましい。ステレオブロックポリマーもまた含まれる。
【００１４】
　５．ポリスチレン、ポリ（ｐ－メチルスチレン）、ポリ（α－メチルスチレン）。
【００１５】
　６．スチレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエンの全ての異性体、とりわけｐ－ビ
ニルトルエン、エチルスチレン、プロピルスチレン、ビニルビフェニル、ビニルナフタレ
ン、及びビニルアントラセンの全ての異性体、及びそれらの混合物を含む芳香族ビニルモ
ノマーから誘導された芳香族ホモポリマー及びコポリマー。ホモポリマー及びコポリマー
はシンジオタクチック、アイソタクチック、ヘミ－アイソタクチック又はアタクチックを
含むいずれの立体構造をも有し得り；アタクチックポリマーが好ましい。ステレオブロッ
クポリマーもまた含まれる。
【００１６】
　６ａ．上述された芳香族ビニルモノマー及びエチレン、プロピレン、ジエン、ニトリル
、酸、マレイン酸無水物、マレイミド、酢酸ビニル及び塩化ビニル又はアクリル誘導体及
びその混合物から選択されたコモノマーを含むコポリマー、例えば、スチレン／ブタジエ
ン、スチレン／アクリロニトリル、スチレン／エチレン（共重合体）、スチレン／アルキ
ルメタクリレート、スチレン／ブタジエン／アルキルアクリレート、スチレン／ブタジエ
ン／アルキルメタクリレート、スチレン／マレイン酸無水物、スチレン／アクリロニトリ
ル／メチルアクリレート；スチレンコポリマー及び他のポリマー、例えばポリアクリレー
ト、ジエンポリマー又はエチレン／プロピレン／ジエンターポリマーの高耐衝撃性の混合
物；及びスチレン／ブタジエン／スチレン、スチレン／イソプレン／スチレン、スチレン
／エチレン／ブチレン／スチレン又はスチレン／エチレン／プロピレン／スチレンのよう
なスチレンのブロックコポリマー。
【００１７】
　６ｂ．６．）で言及されたポリマーの水素化から誘導された水素化芳香族ポリマー、と
りわけアタクチックポリスチレンを水素化することにより調製されるポリシクロヘキシル
エチレン（ＰＣＨＥ）を含み、それはしばしばポリビニルシクロヘキサン（ＰＶＣＨ）と
して言及される。
【００１８】
　６ｃ．６ａ．）で言及されたポリマーの水素化から誘導された水素化芳香族ポリマー。
　ホモポリマー及びコポリマーはシンジオタクチック、アイソタクチック、ヘミ－アイソ
タクチック又はアタクチックを含むいずれの立体構造をも有し得り；アタクチックポリマ
ーが好ましい。ステレオブロックポリマーもまた含まれる。
【００１９】
　７．スチレン又はα－メチルスチレンのような芳香族ビニルモノマーのグラフトコポリ
マー、例えばポリブタジエンにスチレン、ポリブタジエン－スチレン又はポリブタジエン
－アクリロニトリルコポリマーにスチレン；ポリブタジエンにスチレン及びアクリロニト
リル（又はメタクリロニトリル）；ポリブタジエンにスチレン、アクリロニトリル及びメ
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チルメタクリレート；ポリブタジエンにスチレン及びマレイン酸無水物；ポリブタジエン
にスチレン、アクリロニトリル及びマレイン酸無水物又はマレイミド；ポリブタジエンに
スチレン及びマレイミド；ポリブタジエンにスチレン及びアルキルアクリレート又はメタ
クリレート；エチレン／プロピレン／ジエンターポリマーにスチレン及びアクリロニトリ
ル；ポリアルキルアクリレート又はポリアルキルメタクリレートにスチレン及びアクリロ
ニトリル；アクリレート／ブタジエンコポリマーにスチレン及びアクリロニトリル、並び
にそれらの６）に列挙されたコポリマーとの混合物、例えばＡＢＳ、ＭＢＳ、ＡＳＡ又は
ＡＥＳポリマーとして既知であるコポリマー混合物。
【００２０】
　８．ポリクロロプレン、塩化ゴム、イソブチレン－イソプレンの塩化及び臭化コポリマ
ー（ハロブチルゴム）、塩化又はスルホ塩化ポリエチレン、エチレン及び塩化エチレンの
コポリマー、エピクロロヒドリンホモ－及びコポリマー、とりわけハロゲン原子含有ビニ
ル化合物のポリマー、例えばポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリフッ化ビニル、
ボリフッ化ビニリデン並びに塩化ビニル／塩化ビニリデン、塩化ビニル／酢酸ビニル又は
塩化ビニリデン／酢酸ビニルコポリマーのようなそれらのコポリマーのようなハロゲン原
子含有ポリマー。
【００２１】
　９．α，β－不飽和酸から誘導されたポリマー及びポリアクリレート及びポリメタクリ
レートのようなその誘導体；ブチルアクリレートで耐衝撃改善されたポリメチルメタクリ
レート、ポリアクリルアミド及びポリアクリロニトリル。
【００２２】
　１０．９）で言及されたモノマーの互いの又は他の不飽和モノマーとのコポリマー、例
えばアクリロニトリル／ブタジエンコポリマー、アクリロニトリル／アルキルアクリレー
トコポリマー、アクリロニトリル／アルコキシアルキルアクリレート又はアクリロニトリ
ル／ビニルハライドコポリマー又はアクリロニトリル／アルキルメタクリレート／ブタジ
エンターポリマー。
【００２３】
　１１．不飽和アルコール及びアミンから誘導されたポリマー又はそれらのアシル誘導体
又はアセタール、例えばポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルステアレー
ト、ポリビニルベンゾエート、ポリビニルマレエート、ポリビニルブチラール、ポリアリ
ルフタレート又はポリアリルメラミン；並びに上の１）で言及されたオレフィンとそれら
のコポリマー。
【００２４】
　１２．ポリアルキレングリコール、ボリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド又
はビスグリシジルエーテルとそれらのコポリマーのような環式エーテルのホモポリマー及
びコポリマー。
【００２５】
　１３．ポリオキシメチレンのようなポリアセタール及びコモノマーとしてエチレンオキ
シドを含むポリオキシメチレン；熱可塑性ポリウレタン、アクリレートまたはＭＢＳで変
性されたポリアセタール。
【００２６】
　１４．ポリフェニレンオキシド及びスルフィド、及びポリフェニレンオキシドとスチレ
ンポリマー又はポリアミドとの混合物。
【００２７】
　１５．一方はヒドロキシル末端化されたポリエーテル、ポリエステル及びポリブタジエ
ンと、他方は脂肪族又は芳香族のポリイソシアナートから誘導されたポリウレタン、並び
にそれらの前駆体。
【００２８】
　１６．ジアミシとジカルボン酸から及び／又はアミノカルボン酸又は対応するラクタム
から誘導されたポリアミド及びコポリアミド、例えばポリアミド４、ポリアミド６、ポリ
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アミド６／６、６／１０、６／９、６／１２、４／６、１２／１２、ポリアミド１１、ポ
リアミド１２、ｍ－キシレンジアミン及びアジピン酸から開始した芳香族ポリアミド；へ
キサメチレンジアミン及びイソフタル酸及び／又はテレフタル酸から及び変性剤としての
エラストマーを用いて又は用いずに調製されたポリアミド、例えばポリ－２，４，４－ト
リメチルヘキサメチレンテレフタルアミド又はポリ－ｍ－フェニレンイソフタルアミド：
及び上述されたポリアミドとポリオレフィン、オレフィンコポリマー、アイオノマー又は
化学的に結合されたか又はグラフトされたエラストマーとのブロックコポリマー；又は例
えばポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール又はポリテトラメチレングリコ
ールのようなポリエーテルとのブロックコポリマー；ならびにＥＰＤＭ又はＡＢＳで変性
されたポリアミド又はコポリアミド；及び加工の間に縮合されたポリアミド（ＲＩＭポリ
アミド系）。
【００２９】
　１７．ポリ尿素、ポリイミド、ボリアミド－イミド、ポリエーテルイミド、ポリエステ
ルイミド、ポリヒダントイン及びポリベンズイミダゾール。
【００３０】
　１８．ジカルボン酸とジアルコールから及び／又はヒドロキシカルボン酸又は対応する
ラクトンから誘導されたポリエステル、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリブチレ
ンテレフタレート、ポリ－１，４－ジメチロールシクロヘキサンテレフタレート、ポリア
ルキレンナフタレート（ＰＡＮ）及びポリヒドロキシベンゾエート、並びにヒドロキシル
末端化ポリエーテルから誘導されたブロックコポリエーテルエステル；及びまたポリカー
ボネート又はＭＢＳで変性されたポリエステル。
【００３１】
　１９．ポリカーボネート及びポリエステルカーボネート。
【００３２】
　２０．ポリケトン。
【００３３】
　２１．ポリスルホン、ポリエーテルスルホン及びポリエーテルケトン。
【００３４】
　２２．フェノール／ホルムアルデヒド樹脂、尿素／ホルムアルデヒド樹脂及びメラミン
／ホルムアルデヒド樹脂のような一方はアルデヒド、他方はフェノール、尿素及びメラミ
ンから誘導された架橋ポリマー。
【００３５】
　２３．乾性及び非乾性アルキド樹脂。
【００３６】
　２４．飽和及び不飽和ジカルボン酸と、架橋剤としての多価アルコール及びビニル化合
物とのコポリマーから誘導される不飽和ポリエステル樹脂、及びまたその低易燃性のハロ
ゲン含有変性体。
【００３７】
　２５．置換されたアクリレートから誘導された架橋性アクリル樹脂、例えばエポキシア
クリレート、ウレタンアクリレート又はポリエステルアクリレート。
【００３８】
　２６．メラミン樹脂、尿素樹脂、イソシアネート、イソシアヌレート、ポリイソシアネ
ート又はエポキシ樹脂で架橋されたアルキド樹脂、ポリエステル樹脂及びアクリレート樹
脂。
【００３９】
　２７．脂肪族、脂環式、複素環式又は芳香族グリシジル化合物、例えば、促進剤あり、
又はなしで、無水物又はアミン等の慣用の硬化剤を使用して架橋された、ビスフェノール
Ａ及びビスフェノールＦのグリシジルエーテルの生成物から誘導される架橋されたエポキ
シ樹脂。
【００４０】
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　２８．セルロース、ゴム、ゼラチン及び化学的に変性された、相同種類のそれらの誘導
体、例えば酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース及び酪酸セルロース、又はメチルセ
ルロースのようなセルロースエーテル；並びに、ロジン及びそれらの誘導体のような天然
ポリマー。
【００４１】
　２９．前述されたポリマーのブレンド（ポリブレンド）、例えばＰＰ／ＥＰＤＭ、ポリ
アミド／ＥＰＤＭ又はＡＢＳ、ＰＶＣ／ＥＶＡ、ＰＶＣ／ＡＢＳ、ＰＶＣ／ＭＢＳ、ＰＣ
／ＡＢＳ、ＰＢＴＰ／ＡＢＳ、ＰＣ／ＡＳＡ、ＰＣ／ＰＢＴ、ＰＶＣ／ＣＰＥ、ＰＶＣ／
アクリレート、ＰＯＭ／熱可塑性ＰＵＲ、ＰＣ／熱可塑性ＰＵＲ、ＰＯＭ／アクリレート
、ＰＯＭ／ＭＢＳ、ＰＰＯ／ＨＩＰＳ、ＰＰＯ／ＰＡ６．６及びコポリマー、ＰＡ／ＨＤ
ＰＥ、ＰＡ／ＰＰ、ＰＡ／ＰＰＯ、ＰＢＴ／ＰＣ／ＡＢＳ又はＰＢＴ／ＰＥＴ／ＰＣ。
【００４２】
　３０．純粋なモノマー性化合物又はこのような化合物の混合物である、天然発生及び合
成の有機材料、例えばミネラルオイル、動物又は植物性油脂、オイル及びワックス、又は
合成エステル（例えばフタレート、アジペート、ホスフェート又はトリメリテート）に基
づくオイル、脂肪及びワックス、及びまたいかなる重量比におけるミネラルオイルと合成
エステルの混合物、典型的には、紡糸組成物として使用されるもの、並びに、このような
材料の水性エマルジョン。
【００４３】
　３１．天然又は合成ゴムの水性エマルジョン、例えば、天然ラテックス、又は、カルボ
キシ化スチレン／ブタジエンコポリマーのラテックス類。
【００４４】
　従って、本発明はまた、（ａ）酸化、熱又は光誘発分解を受け易い有機材料、及び（ｂ
）非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホス
フィットからなる組成物に関する。
【００４５】
　好ましくは、保護される有機材料は、天然、半合成又は合成ポリマーである。特に好ま
しいものは、熱可塑性ポリマー、とりわけ、ポリオレフィン、特に、ポリエチレン及びポ
リプロピレンである。
【００４６】
　熱及び酸化分解に対する、特に、熱可塑性プラスチックの加工中に起こるような、熱応
力下における、本発明に従った化合物の作用が特に言及され得る。従って、非晶質ソリッ
ド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィットは、加
工安定剤としての使用において非常に適当である。
【００４７】
　好ましくは、本発明に従った非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）
ペンタエリトリトールジホスフィットは、安定化される有機材料の重量に対して、０．０
１ないし１０％、例えば、０．０１ないし５％、好ましくは、０．０５ないし３％、特に
、０．０５ないし１％の量で、安定化される材料へ添加される。
【００４８】
　本発明に従った組成物は、非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペ
ンタエリトリトールジホスフィットの他に、更なる添加剤、例えば、以下のものを含み得
る：
１．抗酸化剤
　１．１．アルキル化モノフェノール、
　例えば、２，６－ジ－第三ブチル－４－メチルフェノール、２－第三ブチル－４，６－
ジメチルフェノール、２，６－ジ－第三ブチル－４－エチルフェノール、２，６－ジ－第
三ブチル－４－ｎ－ブチルフェノール、２，６－ジ－第三ブチル－４－イソブチルフェノ
ール、２，６－ジシクロペンチル－４－メチルフェノール、２－（α－メチルシクロヘキ
シル）－４，６－ジメチルフェノール、２，６－ジオクタデシル－４－メチルフェノール
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、２，４，６－トリシクロヘキシルフェノール、２，６－ジ－第三ブチル－４－メトキシ
メチルフェノール、線状又は側鎖において分岐したノニルフェノール、例えば、２，６－
ジ－ノニル－４－メチルフェノール、２，４－ジメチル－６－（１’－メチルウンデシ－
１’－イル）フェノール、２，４－ジメチル－６－（１’－メチルヘプタデシ－１’－イ
ル）フェノール、２，４－ジメチル－６－（１’－メチルトリデシ－１’－イル）フェノ
ール及びそれらの混合物。
【００４９】
　１．２．アルキルチオメチルフェノール、
　例えば、２，４－ジオクチルチオメチル－６－第三ブチルフェノール、２，４－ジオク
チルチオメチル－６－メチルフェノール、２，４－ジオクチルチオメチル－６－エチルフ
ェノール、２，６－ジ－ドデシルチオメチル－４－ノニルフェノール。
【００５０】
　１．３．ヒドロキノン及びアルキル化ヒドロキノン、
　例えば、２，６－ジ－第三ブチル－４－メトキシフェノール、２，５－ジ－第三ブチル
ヒドロキノン、２，５－ジ－第三アミルヒドロキノン、２，６－ジフェニル－４－オクタ
デシルオキシフェノール、２，６－ジ－第三ブチルヒドロキノン、２，５－ジ－第三ブチ
ル－４－ヒドロキシアニソール、３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシアニソール、
３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルステアレート、ビス（３，５－ジ－第
三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）アジペート。
【００５１】
　１．４．トコフェロール、
　例えば、α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、δ－トコフ
ェロール及びそれらの混合物（ビタミンＥ）。
【００５２】
　１．５．ヒドロキシル化チオジフェニルエーテル、
　例えば、２，２’－チオビス（６－第三ブチル－４－メチルフェノール）、２，２’－
チオビス（４－オクチルフェノール）、４，４’－チオビス（６－第三ブチル－３－メチ
ルフェノール）、４，４’－チオビス（６－第三ブチル－２－メチルフェノール）、４，
４’－チオビス（３，６－ジ－第二アミルフェノール）、４，４’－ビス（２，６－ジメ
チル－４－ヒドロキシフェニル）ジスルフィド。
【００５３】
　１．６．アルキリデンビスフェノール、
　例えば、２，２’－メチレンビス（６－第三ブチル－４－メチルフェノール）、２，２
’－メチレンビス（６－第三ブチル－４－エチルフェノール）、２，２’－メチレンビス
［４－メチル－６－（α－メチルシクロヘキシル）－フェノール］、２，２’－メチレン
ビス（４－メチル－６－シクロヘキシルフェノール）、２，２’－メチレンビス（６－ノ
ニル－４－メチルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４，６－ジ－第三ブチルフェ
ノール）、２，２’－エチリデンビス（４，６－ジ－第三ブチルフェノール）、２，２’
－エチリデンビス（６－第三ブチル－４－イソブチルフェノール）、２，２’－メチレン
ビス［６－（α－メチルベンジル）－４－ノニルフェノール］、２，２’－メチレンビス
［６－（α，α－ジメチルベンジル）－４－ノニルフェノール］、４，４’－メチレンビ
ス（２，６－ジ－第三ブチルフェノール）、４，４’－メチレンビス（６－第三ブチル－
２－メチルフェノール）、１，１－ビス（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチル
フェニル）ブタン、２，６－ビス（３－第三ブチル－５－メチル－２－ヒドロキシベンジ
ル）－４－メチルフェノール、１，１，３－トリス（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－
２－メチルフェニル）ブタン、１，１－ビス（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－２－メ
チルフェニル）－３－ｎ－ドデシルメルカプトブタン、エチレングリコールビス［３，３
－ビス（３’－第三ブチル－４’－ヒドロキシフェニル）ブチレート］、ビス（３－第三
ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ジシクロペンタジエン、ビス［２－（３
’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－メチルベンジル）－６－第三ブチル－４－メ
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チルフェニル］テレフタレート、１，１－ビス－（３，５－ジメチル－２－ヒドロキシフ
ェニル）ブタン、２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プ
ロパン、２，２－ビス－（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ２－メチルフェニル）－４－
ｎ－ドデシルメルカプトブタン、１，１，５，５－テトラ（５－第三ブチル－４－ヒドロ
キシ－２－メチルフェニル）ペンタン。
【００５４】
　１．７．Ｏ－、Ｎ－及びＳ－ベンジル化合物、
　例えば、３，５，３’，５’－テトラ－第三ブチル－４，４’－ジヒドロキシジベンジ
ルエーテル、オクタデシル－４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルベンジルメルカプトアセ
テート、トリデシル－４－ヒドロキシ－３，５－ジ－第三ブチルベンジルメルカプトアセ
テート、トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）アミン、ビス（４
－第三ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）ジチオテレフタレート、ビ
ス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）スルフィド、イソオクチル－３
，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルメルカプトアセテート。
【００５５】
　１．８．ヒドロキシベンジル化マロネート、
　例えば、ジオクタデシル－２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－２－ヒドロキシベ
ンジル）－マロネート、ジ－オクタデシル－２－（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５
－メチルベンジル）マロネート、ジドデシルメルカプトエチル－２，２－ビス（３，５－
ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）マロネート、ビス－［４－（１，１，３，３
－テトラメチルブチル）フェニル］－２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒド
ロキシベンジル）マロネート。
【００５６】
　１．９．芳香族ヒドロキシベンジル化合物、
　例えば、１，３，５－トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－
２，４，６－トリメチルベンゼン、１，４－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロ
キシベンジル）－２，３，５，６－テトラメチルベンゼン、２，４，６－トリス（３，５
－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）フェノール。
【００５７】
　１．１０．トリアジン化合物、
　例えば、２，４－ビス（オクチルメルカプト）－６－（３，５－ジ－第三ブチル－４－
ヒドロキシアニリノ）－１，３，５－トリアジン、２－オクチルメルカプト－４，６－ビ
ス（３,５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシアニリノ）－１，３，５－トリアジン、２
－オクチルメルカプト－４，６－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェノ
キシ）－１，３，５－トリアジン、２，４，６－トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－
ヒドロキシフェノキシ）－１，２，３－トリアジン、１，３，５－トリス（３，５－ジ－
第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート、１，３，５－トリス（４－第
三ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）イソシアヌレート、２，４，６
－トリス－（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルエチル）－１，３，５－
トリアジン、１，３，５－トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルプ
ロピオニル）－ヘキサヒドロ－１，３，５－トリアジン、１，３，５－トリス（３，５－
ジシクロヘキシル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート。
【００５８】
　１．１１．ベンジルホスホネート、
　例えば、ジメチル－２，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、
ジエチル－３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデ
シル－３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシル
－５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－３－メチルベンジルホスホネート、３，５－ジ－第
三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸のモノエチルエステルのカルシウム塩。
【００５９】
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　１．１２．アシルアミノフェノール、
　例えば、４－ヒドロキシラウラニリド、４－ヒドロキシステアラニリド、オクチルＮ－
（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）カルバメート。
【００６０】
　１．１３．β－（３,５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸の
エステルであって、一価又は多価アルコール、例えば、
　メタノール、エタノール、ｎ－オクタノール、ｉ－オクタノール、オクタデカノール、
１，６－ヘキサンジオール、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プ
ロパンジオール、ネオペンチルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリ
コール、トリエチレングリコール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）
イソシアヌレート、Ｎ，Ｎ’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカ
ノール、３－チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロ
パン、４－ヒドロキシメチル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２
．２］オクタンとのエステル。
【００６１】
　１．１４．β－（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）プロピオン
酸のエステルであって、一価または多価アルコール、例えば、
　メタノール、エタノール、ｎ－オクタノール、ｉ－オクタノール、オクタデカノール、
１，６－ヘキサンジオール、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プ
ロパンジオール、ネオペンチルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリ
コール、トリエチレングリコール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）
イソシアヌレート、Ｎ，Ｎ’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカ
ノール、３－チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロ
パン、４－ヒドロキシメチル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２
．２］オクタン；３，９－ビス［２－｛３－（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５－メ
チルフェニル）プロピオニルオキシ｝－１，１－ジメチルエチル］－２，４，８，１０－
テトラオキサスピロ［５，５］－ウンデカンとのエステル。
【００６２】
　１．１５．β－（３，５－ジシクロヘキシル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸
のエステルであって、一価又は多価アルコール、例えば、
　メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、１，６－ヘキサンジオー
ル、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、ネオペ
ンチルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレング
リコール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、Ｎ，
Ｎ’－ビス（ヒドロキシエチル）－オキサミド、３－チアウンデカノール、３－チアペン
タデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、４－ヒドロキシ
メチル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．２］オクタンとのエ
ステル。
【００６３】
　１．１６．３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル酢酸のエステルであって
、一価又は多価アルコール、例えば、
　メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、１，６－ヘキサンジオー
ル、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、ネオペ
ンチルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレング
リコール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、Ｎ，
Ｎ’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカノール、３－チアペンタ
デカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、４－ヒドロキシメ
チル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．２］オクタンとのエス
テル。
【００６４】
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　１．１７．β－（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸の
アミド、例えば、
　Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヘ
キサメチレンジアミド、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェ
ニルプロピオニル）トリメチレンジアミド、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－
４－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ビス［２－（３－［３，
５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロピオニルオキシ）エチル］オキサミ
ド（ユニロイヤル社製ナウガードＸＬ－１；登録商標：Ｎａｕｇａｒｄ）。
【００６５】
　１．１８．アスコルビン酸（ビタミンＣ）
【００６６】
　１．１９．アミン酸化防止剤、
　例えば、Ｎ，Ｎ’－ジ－イソプロピル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジ－第二
ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１，４－ジメチルペンチル）－ｐ－
フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１－エチル－３－メチルペンチル）－ｐ－フェニ
レンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１－メチルヘプチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，
Ｎ’－ジシクロヘキシル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニ
レンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（２－ナフチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－イソプ
ロピル－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－
Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－（１－メチルヘプチル）－Ｎ’－フェニ
ル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジ
アミン、４－（ｐ－トルエンスルファモイル）ジフェニルアミン、Ｎ，Ｎ’－ジメチル－
Ｎ，Ｎ’－ジ－第二ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、ジフェニルアミン、Ｎ－アリルジ
フェニルアミン、４－イソプロポキシジフェニルアミン、Ｎ－フェニル－１－ナフチルア
ミン、Ｎ－（４－第三オクチルフェニル）－１－ナフチルアミン、Ｎ－フェニル－２－ナ
フチルアミン、オクチル化ジフェニルアミン、例えばｐ，ｐ’－ジ－第三オクチルジフェ
ニルアミン、４－ｎ－ブチルアミノフェノール、４－ブチリルアミノフェノール、４－ノ
ナノイルアミノフェノール、４－ドデカノイルアミノフェノール、４－オクタデカノイル
アミノフェノール、ビス（４－メトキシフェニル）アミン、２，６－ジ－第三ブチル－４
－ジメチルアミノメチルフェノール、２，４’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－
ジアミノジフェニルメタン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－４，４’－ジアミノジ
フェニルメタン、１，２－ビス［（２－メチルフェニル）アミノ］エタン、１，２－ビス
（フェニルアミノ）プロパン、（ｏ－トリル）ビグアニド、ビス［４－（１’，３’－ジ
メチルブチル）フェニル］アミン、第三オクチル化Ｎ－フェニル－１－ナフチルアミン、
モノ－及びジアルキル化第三ブチル／第三オクチルジフェニルアミンの混合物、モノ－及
びジアルキル化ノニルジフェニルアミンの混合物、モノ－及びジアルキル化ドデシルジフ
ェニルアミンの混合物、モノ－及びジアルキル化イソプロピル／イソヘキシルジフェニル
アミンの混合物、モノ－及びジアルキル化第三ブチルジフェニルアミンの混合物、２，３
－ジヒドロ－３，３－ジメチル－４Ｈ－１，４－ベンゾチアジン、フェノチアジン、モノ
－及びジアルキル化第三ブチル／第三オクチルフェノチアジンの混合物、モノ－及びジア
ルキル化第三オクチルフェノチアジンの混合物、Ｎ－アリルフェノチアジン、Ｎ，Ｎ，Ｎ
’，Ｎ’－テトラフェニル－１，４－ジアミノブテ－２－エン。
【００６７】
　２．紫外線吸収剤及び光安定剤
　２．１．２－（２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、
　例えば、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－
（３’,５’－ジ－第三ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－
（５’－第三ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒ
ドロキシ－５’－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェニル）ベンゾトリアゾー
ル、２－（３’，５’－ジ－第三ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）－５－クロロベン
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ゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）
－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（３’－第二ブチル－５’－第三ブチル－２’－
ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－４’－オクチルオ
キシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’，５’－ジ－第三アミル－２’－ヒドロ
キシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’，５’－ビス（α，α－ジメチルベンジ
ル）－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－２’
－ヒドロキシ－５’－（２－オクチルオキシカルボニルエチル）フェニル）－５－クロロ
ベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－５’－［２－（２－エチルヘキシルオキ
シ）カルボニルエチル］－２’－ヒドロキシフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール
、２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－メトキシカルボニルエチル
）フェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロ
キシ－５’－（２－メトキシカルボニルエチル）フェニル）ベンゾトリアゾール、２－（
３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－オクチルオキシカルボニルエチル）
フェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－５’－［２－（２－エチルヘ
キシルオキシ）カルボニルエチル］－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、
２－（３’－ドデシル－２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール
、２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－イソオクチルオキシカルボ
ニルエチル）フェニルベンゾトリアゾール、２，２’－メチレンビス［４－（１，１，３
，３－テトラメチルブチル）－６－ベンゾトリアゾレ－２－イルフェノール］；２－［３
’－第三ブチル－５’－（２－メトキシカルボニルエチル）－２’－ヒドロキシ－フェニ
ル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾールとポリエチレングリコール３００とのエステル交換生成
物；Ｒが３’－第三ブチル－４’－ヒドロキシ－５’－２Ｈ－ベンゾトリアゾリ－２－イ
ルフェニル基を表す［Ｒ－ＣＨ2ＣＨ2－ＣＯＯ－ＣＨ2ＣＨ2－］2－、２－［２’－ヒド
ロキシ－３’－（α，α－ジメチルベンジル）－５’－（１，１，３，３－テトラメチル
ブチル）フェニル］ベンゾトリアゾール；２－［２’－ヒドロキシ－３’－ （１，１，
３，３－テトラメチルブチル）－５’－（α，α－ジメチルベンジル）フェニル］ベンゾ
トリアゾール。
【００６８】
　２．２．２－ヒドロキシベンゾフェノン、
　例えば、４－ヒドロキシ、４－メトキシ、４－オクチルオキシ、４－デシルオキシ、４
－ドデシルオキシ、４－ベンジルオキシ、４，２’，４’－トリヒドロキシ及び２’－ヒ
ドロキシ－４，４’－ジメトキシ誘導体。
【００６９】
　２．３．置換された及び非置換の安息香酸のエステル、
　例えば、４－第三ブチル－フェニルサリチレート、フェニルサリチレート、オクチルフ
ェニルサリチレート、ジベンゾイルレゾルシノール、ビス（４－第三ブチルベンゾイル）
レゾルシノール、ベンゾイルレゾルシノール、２，４－ジ－第三ブチルフェニル３，５－
ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンゾエート、ヘキサデシル３，５－ジ－第三ブチル－
４－ヒドロキシベンゾエート、オクタデシル３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベ
ンゾエート、２－メチル－４，６－ジ－第三ブチルフェニル３，５－ジ－第三ブチル－４
－ヒドロキシベンゾエート。
【００７０】
　２．４．アクリレート、
　例えば、エチルα－シアノ－β，β－ジフェニルアクリレート、イソオクチルα－シア
ノ－β，β－ジフェニルアクリレート、メチルα－カルボメトキシシンナメート、メチル
α－シアノ－β－メチル－ｐ－メトキシシンナメート、ブチルα－シアノ－β－メチル－
ｐ－メトキシシンナメート、メチルα－カルボメトキシ－ｐ－メトキシシンナメート及び
Ｎ－（β－カルボメトキシ－β－シアノビニル）－２－メチルインドリン。
【００７１】
　２．５．ニッケル化合物、
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　例えば、ｎ－ブチルアミン、トリエタノールアミン又はＮ－シクロヘキシルジエタノー
ルアミンのような他の配位子を伴うか又は伴わない１：１又は１：２錯体のような２，２
’－チオビス－［４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール］のニッケル
錯体、ニッケルジブチルジチオカルバメート、モノアルキルエステルのニッケル塩、例え
ば４－ヒドロキシ－３，５－ジ－第三ブチルベンジルホスホン酸のメチル又はエチルエス
テル、ケトキシム、例えば２－ヒドロキシ－４－メチルフェニル－ウンデシルケトキシム
のニッケル錯体、他の配位子を伴うか又は伴わない１－フェニル－４－ラウロイル－５－
ヒドロキシピラゾールのニッケル錯体。
【００７２】
　２．６．立体障害性アミン、
　例えば、ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（
２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）スクシネート、ビス（１，２，２，６
，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１－オクチルオキシ－２，２
，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペ
ンタメチル－４－ピペリジル）ｎ－ブチル－３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベ
ンジルマロネート、１－（２－ヒドロキシエチル）－２，２，６，６－テトラメチル－４
－ヒドロキシピペリジンとコハク酸の縮合物、Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラ
メチル－４－ピペリジル）ヘキサメチレンジアミンと４－第三オクチルアミノ－２，６－
ジクロロ－１，３，５－トリアジンの線状又は環状縮合物、トリス（２，２，６，６－テ
トラメチル－４－ピペリジル）ニトリロトリアセテート、テトラキス（２，２，６，６－
テトラメチル－４－ピペリジル）－１，２，３，４－ブタンテトラカルボキシレート、１
，１’－（１，２－エタンジイル）－ビス（３，３，５，５－テトラメチルピペラジノン
）、４－ベンゾイル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、４－ステアリルオキシ
－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル
ピペリジル）－２－ｎ－ブチル－２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－第三ブチルベンジ
ル）マロネート、３－ｎ－オクチル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８－トリ
アザスピロ［４．５］デカン－２，４－ジオン、ビス（１－オクチルオキシ－２，２，６
，６－テトラメチルピペリジル）セバケート、ビス（１－オクチルオキシ－２，２，６，
６－テトラメチルピペリジル）スクシネート、Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラ
メチル－４－ピペリジル）－ヘキサメチレンジアミンと４－モルホリノ－２，６－ジクロ
ロ－１，３，５－トリアジンの線状又は環状縮合物、２－クロロ－４，６－ビス（４－ｎ
－ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジル）－１，３，５－トリアジン
と１，２－ビス（３－アミノプロピルアミノ）エタンの縮合物、２－クロロ－４，６－ジ
－（４－ｎ－ブチルアミノ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジル）－１，３，
５－トリアジンと１，２－ビス－（３－アミノプロピルアミノ）エタンの縮合物、８－ア
セチル－３－ドデシル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８－トリアザスピロ［
４．５］デカン－２，４－ジオン、３－ドデシル－１－（２，２，６，６－テトラメチル
－４－ピペリジル）ピロリジン－２，５－ジオン、３－ドデシル－１－（１，２，２，６
，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）ピロリジン－２，５－ジオン、４－ヘキサデシル
オキシ－と４－ステアリルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンの混合物、
Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）ヘキサメチレンジア
ミンと４－シクロヘキシルアミノ－２，６－ジクロロ－１，３，５－トリアジンの縮合物
、１，２－ビス（３－アミノプロピルアミノ）エタンと２，４，６－トリクロロ－１，３
，５－トリアジン並びに４－ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンの
縮合物（ＣＡＳ　登録番号［１３６５０４－９６－６］）；１，６－ヘキサンジアミンと
２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジン並びにＮ，Ｎ－ジブチルアミンと４－
ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンの縮合物（ＣＡＳ　登録番号［
１９２２６８－６４－７］）；Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）
－ｎ－ドデシルスクシンイミド、Ｎ－（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリ
ジル）－ｎ－ドデシルスクシンイミド、２－ウンデシル－７，７，９，９－テトラメチル
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－１－オキサ－３，８－ジアザ－４－オキソ－スピロ［４．５］デカン、７，７，９，９
－テトラメチル－２－シクロウンデシル－１－オキサ－３，８－ジアザ－４－オキソ－ス
ピロ［４．５］デカンとエピクロロヒドリンの反応生成物、１，１－ビス（１，２，２，
６，６－ペンタメチル－４－ピペリジルオキシカルボニル）－２－（４－メトキシフェニ
ル）エテン、Ｎ，Ｎ’－ビス－ホルミル－Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチ
ル－４－ピペリジル）ヘキサメチレンジアミン、４－メトキシメチレンマロン酸と１，２
，２，６，６－ペンタメチル－４－ヒドロキシピペリジンとのジエステル、ポリ［メチル
プロピル－３－オキシ－４－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）］シロ
キサン、マレイン酸無水物－α－オレフィンコポリマーと２，２，６，６－テトラメチル
－４－アミノピペリジン又は１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－アミノピペリジン
との反応生成物。
【００７３】
　２．７．オキサミド、
　例えば、４，４’－ジオクチルオキシオキサニリド、２，２’－ジエトキシオキサニリ
ド、２，２’－ジオクチルオキシ－５，５’－ジ－第三ブトキサニリド、２，２’－ジド
デシルオキシ－５，５’－ジ－第三ブトキサニリド、２－エトキシ－２’－エチルオキサ
ニリド、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－ジメチルアミノプロピル）オキサミド、２－エトキシ－５
－第三ブチル－２’－エトキサニリド及びその２－エトキシ－２’－エチル－５，４’－
ジ－第三ブトキサニリドとの混合物、ｏ－及びｐ－メトキシ－二置換オキサニリドの混合
物及びｏ－及びｐ－エトキシ－二置換オキサニリドの混合物。
【００７４】
　２．８．　２－（２－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、
　例えば、２，４，６－トリス（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェニル）－１，
３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェニル）－４，６－
ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２，４－ジヒドロ
キシフェニル）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン
、２，４－ビス（２－ヒドロキシ－４－プロピルオキシフェニル）－６－（２，４－ジメ
チルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシ
フェニル）－４，６－ビス（４－メチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２
－ヒドロキシ－４－ドデシルオキシフェニル）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニ
ル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－トリデシルオキシフェニル
）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－
ヒドロキシ－４－（２－ヒドロキシ－３－ブチルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６
－ビス（２，４－ジメチル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（
２－ヒドロキシ－３－オクチルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，４－
ジメチル）－１，３，５－トリアジン、２－［４－（ドデシルオキシ／トリデシルオキシ
－２－ヒドロキシプロポキシ）－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４－ジ
メチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（２－ヒドロ
キシ－３－ドデシルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフ
ェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－ヘキシルオキシ）フェ
ニル－４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－メト
キシフェニル）－４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン、２，４，６－トリス［
２－ヒドロキシ－４－（３－ブトキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル］－１，３
，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシフェニル）－４－（４－メトキシフェニル）－
６－フェニル－１，３，５－トリアジン、２－｛２－ヒドロキシ－４－［３－（２－エチ
ルヘキシル－１－オキシ）－２－ヒドロキシプロピルオキシ］フェニル｝－４，６－ビス
（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン。
【００７５】
　３．金属奪活剤、
　例えば、Ｎ，Ｎ’－ジフェニルオキサミド、Ｎ－サリチラル－Ｎ’－サリチロイル－ヒ
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ドラジン、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイル）ヒドラジン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－
第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヒドラジン、３－サリチロイルアミ
ノ－１，２，４－トリアゾール、ビス（ベンジリデン）オキサリルジヒドラジド、オキサ
ニリド、イソフタロイルジヒドラジド、セバコイルビスフェニルヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－
ジアセチルアジポイルジヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイル）オキサリルジヒド
ラジド、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイル）チオプロピオニルジヒドラジド。
【００７６】
　４．ホスフィット及びホスホナイト、
　例えば、トリフェニルホスフィット、ジフェニルアルキルホスフィット、フェニルジア
ルキルホスフィット、トリス（ノニルフェニル）ホスフィット、トリラウリルホスフィッ
ト、トリオクタデシルホスフィット、ジステアリルペンタエリトリトールジホスフィット
、トリス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）ホスフィット、ジイソデシルペンタエリト
リトールジホスフィット、ビス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）ペンタエリトリトー
ルジホスフィット、ビス（２，６－ジ－第三ブチル－４－メチルフェニル）ペンタエリト
リトールジホスフィット、ジイソデシルオキシペンタエリトリトールジホスフィット、ビ
ス（２，４－ジ－第三ブチル－６－メチルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィッ
ト、ビス（２，４，６－トリス（第三ブチルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィ
ット、トリステアリルソルビトールトリホスフィット、テトラキス（２，４－ジ－第三ブ
チルフェニル）４，４’－ビフェニレンジホスホナイト、６－イソオクチルオキシ－２，
４，８，１０－テトラ－第三ブチル－１２Ｈ－ジベンズ［ｄ，ｇ］－１，３，２－ジオキ
サホスホシン、ビス（２，４－ジ－第三ブチル－６－メチルフェニル）メチルホスフィッ
ト、ビス（２，４－ジ－第三ブチル－６－メチルフェニル）エチルホスフィット、６－フ
ルオロ－２，４，８，１０－テトラ－第三ブチル－１２－メチル－ジベンズ［ｄ，ｇ］－
１，３，２－ジオキサホスホシン、２，２’，２’’－ニトリロ［トリエチルトリス（３
，３’，５，５’－テトラ－第三ブチル－１，１’－ビフェニル－２，２’－ジイル）－
ホスフィット］、２－エチルヘキシル（３，３’，５，５’－テトラ－第三ブチル－１，
１’－ビフェニル－２，２’－ジイル）ホスフィット、５－ブチル－５－エチル－２－（
２，４，６－トリ－第三ブチルフェノキシ）－１，３，２－ジオキサホスフィラン。
【００７７】
　５．ヒドロキシルアミン、
　例えば、Ｎ，Ｎ－ジベンジルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルヒドロキシルアミ
ン、Ｎ，Ｎ－ジオクチルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジラウリルヒドロキシルアミン、
Ｎ，Ｎ－ジテトラデシルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジヘキサデシルヒドロキシルアミ
ン、Ｎ，Ｎ－ジオクタデシルヒドロキシルアミン、Ｎ－ヘキサデシル－Ｎ－オクタデシル
ヒドロキシルアミン、Ｎ－ヘプタデシル－Ｎ－オクタデシルヒドロキシルアミン、水素化
牛脂アミンから誘導されたＮ，Ｎ－ジアルキルヒドロキシルアミン。
【００７８】
　６．ニトロン、
　例えば、Ｎ－ベンジル－α－フェニルニトロン、Ｎ－エチル－α－メチルニトロン、Ｎ
－オクチル－α－ヘプチルニトロン、Ｎ－ラウリル－α－ウンデシルニトロン、Ｎ－テト
ラデシル－α－トリデシルニトロン、Ｎ－ヘキサデシル－α－ペンタデシルニトロン、Ｎ
－オクタデシル－α－ヘプタデシルニトロン、Ｎ－ヘキサデシル－α－ヘプタデシルニト
ロン、Ｎ－オクタデシル－α－ペンタデシルニトロン、Ｎ－ヘプタデシル－α－ヘプタデ
シルニトロン、Ｎ－オクタデシル－α－ヘキサデシルニトロン、水素化牛脂アミンから誘
導されたＮ，Ｎ－ジアルキルヒドロキシルアミンから誘導されたニトロン。
【００７９】
　７．チオ相乗剤、
　例えば、ジラウリルチオジプロピオネート又はジステアリルチオジプロピオネート。
【００８０】
　８．過酸化物捕捉剤、
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　例えば、β－チオジプロピオン酸のエステル、例えば、ラウリル、ステアリル、ミリス
チル又はトリデシルエステル、メルカプトベンゾイミダゾール又は２－メルカプトベンゾ
イミダゾールの亜鉛塩、亜鉛ジブチルジチオカルバメート、ジオクタデシルジスルフィド
、ペンタエリトリトールテトラキス（β－ドデシルメルカプト）プロピオネート。
【００８１】
　９．ポリアミド安定剤
　例えば、ヨウ化物及び／又はリン化合物と組み合わせた銅塩及び二価マグネシウムの塩
。
【００８２】
　１０．塩基性補助安定剤
　例えば、メラミン、ポリビニルピロリドン、ジシアンジアミド、トリアリルシアヌレー
ト、尿素誘導体、ヒドラジン誘導体、アミン、ポリアミド、ポリウレタン、高級脂肪酸の
アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩、例えばカルシウムステアレート、亜鉛ステアレ
ート、マグネシウムベヘネート、マグネシウムステアレート、ナトリウムリシノレート及
びカリウムパルミテート、アンチモンピロカテコレート又は亜鉛ピロカテコレート。
【００８３】
　１１．核剤、
　例えば、タルクのような無機物質、二酸化チタン、酸化マグネシウムのような金属酸化
物、好ましくは、アルカリ土類金属のホスフェート、炭酸塩又は硫酸塩；モノ－又はポリ
カルボン酸のような有機化合物及びそれらの塩、例えば、４－第三ブチル安息香酸、アジ
ピン酸、ジフェニル酢酸、コハク酸ナトリウム又は安息香酸ナトリウム；イオンコポリマ
ー（アイオノマー）のようなポリマー化合物。特に好ましいものは、１，３：２，４－ビ
ス（３’，４’－ジメチルベンジリデン）ソルビトール、１，３：２，４－ジ（パラメチ
ルジベンジリデン）ソルビトール、及び１，３：２，４－ジ（ベンジリデン）ソルビトー
ルである。
【００８４】
　１２．充填剤及び強化剤、
　例えば、炭酸カルシウム、シリケート、ガラス繊維、ガラス球、アスベスト、タルク、
カオリン、マイカ、硫酸バリウム、金属酸化物及び金属水酸化物、カーボンブラック、グ
ラファイト、木粉及び他の天然物の粉末又は繊維、合成繊維。
【００８５】
　１３．他の添加剤
　例えば、可塑剤、滑剤、乳化剤、顔料、レオロジー添加剤、触媒、流れ調整剤、蛍光増
白剤、防炎加工剤、静電防止剤及び発泡剤。
【００８６】
　１４．ベンゾフラノ－２－オン及びインドリノン、
　例えば、米国特許第４，３２５，８６３号明細書；米国特許第４，３３８，２４４号明
細書；米国特許第５，１７５，３１２号明細書；米国特許第５，２１６，０５２号明細書
；米国特許第５，２５２，６４３号明細書；独国特許出願公開第４３１６６１１号明細書
；独国特許出願公開第４３１６６２２号明細書；独国特許出願公開第４３１６８７６号明
細書；欧州特許出願公開第０５８９８３９号明細書又は欧州特許出願公開第０５９１１０
２号明細書に開示されるもの、又は３－［４－（２－アセトキシエトキシ）フェニル］－
５，７－ジ－第三ブチル－ベンゾフラノ－２－オン、５，７－ジ－第三ブチル－３－［４
－（２－ステアロイルオキシエトキシ）フェニル］ベンゾフラノ－２－オン、３，３’－
ビス［５，７－ジ－第三ブチル－３－（４－［２－ヒドロキシエトキシ］フェニル）ベン
ゾフラノ－２－オン］、５，７－ジ－第三ブチル－３－（４－エトキシフェニル）ベンゾ
フラノ－２－オン、３－（４－アセトキシ－３，５－ジメチルフェニル）－５，７－ジ－
第三ブチルベンゾフラノ－２－オン、３－（３，５－ジメチル－４－ピバロイルオキシフ
ェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オン、３－（３，４－ジメチルフ
ェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オン、３－（２，３－ジメチルフ
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ェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オン。
【００８７】
　１４で列挙されたベンゾフラノ－２－オンを除いて、補助安定剤は、例えば、安定化さ
れる材料の総重量に対して、０．０１ないし１０％の濃度で添加される。
【００８８】
　１４で列挙されたベンゾフラノ－２－オンは、安定化される材料の総重量に対して、０
．０００５ないし１０％、好ましくは、０．００１ないし５％、特に、０．０１ないし２
％の濃度で添加される。
【００８９】
　更なる好ましい組成物は、成分（ａ）及び（ｂ）の他に、更なる添加剤、特に、フェノ
ール系抗酸化剤、光安定剤及び／又は加工安定剤を含む。
【００９０】
　好ましい加工安定剤は、例えば、ホスフィット、ホスホナイト及び／又はベンゾフラノ
－２－オンである。
【００９１】
　特に好ましい添加剤は、フェノール系抗酸化剤（リストの項目１）、立体障害性アミン
（リストの項目２．６）、ホスフィット及びホスホナイト（リストの項目４）、ペルオキ
シド破壊化合物（リストの項目５）及びベンゾフラノ－２－オン（リストの項目１４）で
ある。
【００９２】
　ポリマー状有機材料中への非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペ
ンタエリトリトールジホスフィット、及び所望による更なる添加剤の配合は、例えば、成
形前又は間の既知の方法によって、もしくは、溶解又は分散した化合物をポリマー状有機
材料に適用し、適当ならば、その後、溶媒をゆっくり蒸発させることによって行われる。
本発明に従った非晶質ソリッド改質物はまた、例えば、２．５ないし２５重量％の濃度で
、それらを含むマスターバッチの形態で、安定化される材料へ添加され得る。
【００９３】
　本発明に従った非晶質ソリッド改質物はまた、重合前又は間、もしくは架橋前に添加さ
れ得る。
【００９４】
　本発明に従った非晶質ソリッド改質物は、純粋な形態で、又はワックス、オイルもしく
はポリマー中にカプセル化された形態で安定化される材料中に配合され得る。
【００９５】
　本発明に従った非晶質ソリッド改質物はまた、安定化されるポリマー上に噴霧され得る
。本発明に従った非晶質ソリッド改質物は、他の添加剤（例えば、上記した慣用の添加剤
）又はそれらの溶融液を希釈することができるため、これらの添加剤と一緒にも、安定化
されるポリマー上に噴霧することもできる。重合触媒の失活間の噴霧による添加は、特に
有利であり、それは、例えば、失活のために使用されるスチームとして、噴霧において使
用することができる。
【００９６】
　粒状重合されたポリオレフィンの場合、例えば、噴霧によって、所望による他の添加剤
と共に、本発明に従った非晶質ソリッド改質物を適用することは有利であり得る。
【００９７】
　このように安定化された材料は、多種多様な形態で、例えば、フィルム、ファイバー、
テープ、成形組成物、異形材、又はペイント、接着剤又はセメントのためのバインダーと
して使用され得る。
【００９８】
　既に言及したように、保護される有機材料は、好ましくは、有機、特に、合成ポリマー
である。これらのうち、保護される材料は、特に有利な熱可塑性材料、とりわけ、ポリオ
レフィンである。加工安定剤（熱安定剤）としての、非晶質ソリッド形態のビス（２，４
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－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィットの優れた有効性は、特に言及
されるべきである。このために、その加工前又は間に、ポリマーに添加することは有利で
ある。しかしながら、分解、例えば、光誘発又は熱酸化分解に対して、他のポリマー、例
えば、エラストマー、滑剤又は圧媒液も安定化させることもできる。エラストマーの場合
、上記の可能な有機材料のリストを参照。
【００９９】
　適当な滑剤及び圧媒液は、例えば、鉱油、又は合成油、又はそれらの混合物ベースであ
る。滑剤は当業者にとって既知であり、関連した技術文献中、例えば、Ｄｉｅｔｅｒ　Ｋ
ｌａｍａｎｎ，“Ｓｃｈｍｉｅｒｓｔｏｆｆｅ　ｕｎｄ　ｖｅｒｗａｎｄｔｅ　Ｐｒｏｄ
ｕｋｔｅ”（バーラグ　ケミ，ウェインへイム　１９８２年）、Ｓｃｈｅｗｅ－Ｋｏｂｅ
ｋ，“Ｄａｓ　Ｓｃｈｍｉｅｒｍｉｔｔｅｌ－Ｔａｓｃｈｅｎｂｕｃｈ”（ドクター．ア
ルフレッド　ヒュースィグ－バーラグ，ヘイデルバーグ，１９７４年）及び“Ｕｌｌｍａ
ｎｎｓ　Ｅｎｚｙｋｌｏｐａｄｉｅ　ｄｅｒ　ｔｅｃｈｎｉｓｃｈｅｎ　Ｃｈｅｍｉｅ”
１３巻、８５－９４頁（バーラグ　ケミ，ウェインへイム　１９７７年）に記載されてい
る。
【０１００】
　従って、本発明の好ましい態様は、酸化、熱又は光誘発分解に対する有機材料のための
安定剤としての、非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリト
リトールジホスフィットの使用である。
【０１０１】
　本発明に従った非晶質ソリッド改質物は、好ましくは、熱可塑性ポリマーの加工安定剤
（熱安定剤）として使用される。
【０１０２】
　本発明はまた、非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリト
リトールジホスフィットを、有機材料中に配合すること、又は有機材料に適用することか
らなる、酸化、熱又は光誘発分解に対し、有機材料を安定化するための方法を提供する。
【０１０３】
　本発明の、非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリト
ールジホスフィットは、従来技術の結晶形態のものと比べ、ポリマー中及び滑剤中等の有
機材料中に、より速い溶解速度及びより良好な溶解性を示す。これは、２３０ないし２３
２℃で溶融する従来技術の化合物と比べて、配合中に、本発明の、非晶質ソリッド形態の
ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィットと有機材料のよ
り良好な相溶性及びより均一な分布を提供する。
【０１０４】
　示差走査熱量（ＤＳＣ）測定は、整列されたアルミニウム槽を備え、３００℃まで１分
当り＋１０℃で温度走査するメットラーＤＳＣ８２０上で行った。
【０１０５】
　Ｘ線回折図形は、ニッケルフィルターと共にＣｕ－Ｋα放射線を使用して、フィリップ
ス　ノレルコ　Ｘ線回折装置上で記録した。
【０１０６】
　以下の実施例で本発明を更に説明する。部又はパーセントは重量に関する。
【０１０７】
　実施例１：非晶質ソリッド形態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリト
ールジホスフィットの製造
　式Ｉで表わされる化合物、ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジ
ホスフィットを米国特許第５，４３８，０８６号明細書の実施例３の方法に従って製造し
た。透明な溶融液が得られるまで、融点が２３０ないし２３２℃のその結晶化合物を２５
０℃まで加熱した。溶融材料を２０℃に維持した冷却表面上にそそぐことによって、溶融
液を急速に冷却し、６１℃のＴg（ＤＳＣ）（１分当り＋１０℃の標準加熱速度で測定）
を有する非晶質ソリッドを得た。明澄透明のソリッドを、乳鉢及び乳棒を使用して、都合
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良く粉砕し、白色粉末とした。Ｃｕ－Ｋαを使用して得られたＸ線回折図形は特色がなか
った。
【０１０８】
　実施例２：ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィットと
イルガフォス１６８（登録商標：Ｉｒｇａｆｏｓ　１６８）の非晶質ブレンド（１：１）
の製造
　実施例１と同様にして、透明な溶融液が得られるまで、結晶性ビス（２，４－ジクミル
フェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット及びイルガフォス１６８（登録商標：Ｉ
ｒｇａｆｏｓ　１６８）［トリス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）ホスフィット；チ
バ　スペシャルティ　ケミカルズ　インコーポレーテッド］の１：１混合物を２５０℃ま
で加熱した。溶融材料を２０℃に維持した冷却表面上にそそぐことによって、溶融液を急
速に冷却し、５４℃のＴg（ＤＳＣ）（１分当り＋１０℃の標準加熱速度で測定）を有す
る非晶質１：１ブレンドを得た。
【０１０９】
　実施例３：ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィットと
イルガフォス１２（登録商標：Ｉｒｇａｆｏｓ　１２）の非晶質ブレンド（１：１）の製
造
　実施例１と同様にして、透明な溶融液が得られるまで、結晶性ビス（２，４－ジクミル
フェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット及びイルガフォス１２（登録商標：Ｉｒ
ｇａｆｏｓ　１２）［２，２’，２’’－ニトリロ［トリエチルトリス（３，３’，５，
５’－テトラ－第三ブチル－１，１’－ビフェニル－２，２’－ジイル）ホスフィット；
チバ　スペシャルティ　ケミカルズ　インコーポレーテッド］の１：１混合物を２５０℃
まで加熱した。溶融材料を２５℃に維持した冷却表面上にそそぐことによって、溶融液を
急速に冷却し、７３℃のＴg（ＤＳＣ）（１分当り＋１０℃の標準加熱速度で測定）を有
する非晶質１：１ブレンドを得た。
【０１１０】
　実施例４：ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィットと
イルガフォスＰ－ＥＰＱ（登録商標：Ｉｒｇａｆｏｓ　Ｐ－ＥＰＱ）の非晶質ブレンド（
１：１）の製造
　実施例１と同様にして、透明な溶融液が得られるまで、結晶性ビス（２，４－ジクミル
フェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット及びイルガフォスＰ－ＥＰＱ（登録商標
：Ｉｒｇａｆｏｓ　Ｐ－ＥＰＱ）［テトラキス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）４，
４’－ビフェニレンジホスホナイト；チバ　スペシャルティ　ケミカルズ　インコーポレ
ーテッド］の１：１混合物を２５０℃まで加熱した。溶融材料を２０℃に維持した冷却表
面上にそそぐことによって、溶融液を急速に冷却し、６３℃のＴg（ＤＳＣ）（１分当り
＋１０℃の標準加熱速度で測定）を有する非晶質１：１ブレンドを得た。
【０１１１】
　実施例５：ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィットと
イルガノックス１０１０（登録商標：Ｉｒｇａｎｏｘ　１０１０）の非晶質ブレンド（１
：１）の製造
　実施例１と同様にして、透明な溶融液が得られるまで、結晶性ビス（２，４－ジクミル
フェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット及びイルガノックス１０１０（登録商標
：Ｉｒｇａｎｏｘ　１０１０）（ペンタエリトリトールテトラキス［３－（３，５－ジ－
第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］；チバ　スペシャルティ　ケミ
カルズ　インコーポレーテッド）の１：１混合物を２５０℃まで加熱した。溶融材料を２
０℃に維持した冷却表面上にそそぐことによって、溶融液を急速に冷却し、５３ないし５
５℃のＴg（ＤＳＣ）（１分当り＋１０℃の標準加熱速度で測定）を有する非晶質１：１
ブレンドを得た。
【０１１２】
　実施例６：ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット、
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イルガノックスＨＰ１３６（登録商標：Ｉｒｇａｎｏｘ　ＨＰ　１３６）及びイルガノッ
クス１０１０（登録商標：Ｉｒｇａｎｏｘ　１０１０）の非晶質ブレンド（６：１：３）
の製造
　実施例１と同様にして、透明な溶融液が得られるまで、結晶性ビス（２，４－ジクミル
フェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット、イルガノックスＨＰ１３６（登録商標
：Ｉｒｇａｎｏｘ　ＨＰ　１３６）（構造は表２の終わりの脚注参照；チバ　スペシャル
ティ　ケミカルズ　インコーポレーテッド）及びイルガノックス１０１０（登録商標：Ｉ
ｒｇａｎｏｘ　１０１０）（ペンタエリトリトールテトラキス［３－（３，５－ジ－第三
ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］；チバ　スペシャルティ　ケミカル
ズ　インコーポレーテッド）の６：１：３混合物を２５０℃まで加熱した。溶融材料を２
０℃に維持した冷却表面上にそそぐことによって、溶融液を急速に冷却し、５０℃のＴg

（ＤＳＣ）（１分当り＋１０℃の標準加熱速度で測定）を有する非晶質６：１：３ブレン
ドを得た。
【０１１３】
　実施例７：複数押出されたポリプロピレンホモポリマーの安定化
　ポリプロピレンホモポリマー（ＰＨ３５０）３ｋｇを０．０５％ステアリン酸カルシウ
ム及び表１に従った添加剤と共にドライブレンドした。その後、このブレンドをベルスト
ルフ（登録商標：Ｂｅｒｓｔｏｒｆｆ）の２軸スクリュー押出機（ＺＳＫ２５、Ｌ／Ｄ＝
４６）中で、最大２４０℃の温度で押出した。押出物を、水槽を通して圧伸成形すること
によって冷却し、その後、粗砕した。このグラニュールを繰返し押出した。３回押出した
後、そのメルトフローインデックス（ＭＦＩ）及び黄色度指数（ＹＩ）を測定した。
　分子量の変化は、ゴートフェート　メルトフローインデクサー（Ｇｏｔｔｆｅｒｔ　ｍ
ｅｌｔ　ｆｌｏｗ　ｉｎｄｅｘｅｒ）及び以下に示されたような荷重で測定される、ＡＳ
ＴＭ－Ｄ－１２３８－７０に従ったメルトフローインデックス（ＭＦＩ）に関して報告さ
れた。ＭＦＩ測定の実験誤差は、１９０℃及び２．１６ｋｇ荷重で測定したＭＦＩにおい
て±０．０３、１９０℃及び５ｋｇ荷重で測定したＭＦＩにおいて±０．０６、及び１９
０℃及び１０ｋｇ荷重で測定したＭＦＩにおいて±０．１であると理解される。メルトイ
ンデックスの実質的な減少は、安定化が乏しいことを示す。色質は、ＡＳＴＭ１９２６－
７０黄色度試験に従って、グラニュールに対して決定される、黄色度指数（ＹＩ）に関し
て報告された。低いＹＩ値は、試料のわずかな変色を示し、高いＹＩ値は、試料のひどい
変色を示す。結果を表１にまとめた。
表１：
【表１】

ａ）比較例
ｂ）本発明に従った例
ｃ）イルガノックス１０１０（登録商標：Ｉｒｇａｎｏｘ　１０１０）（チバ　スペシャ
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【化２】

で表わされる化合物である。
ｄ）イルガフォス１６８（登録商標：Ｉｒｇａｆｏｓ　１６８）（チバ　スペシャルティ
　ケミカルズ　インコーポレーテッド）は、トリス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）
ホスフィットである。
ｅ）ドベルホス　Ｓ　９２２８Ｔ（登録商標：Ｄｏｖｅｒｐｈｏｓ　Ｓ　９２２８Ｔ）は
、米国特許第５，４３８，０８６号明細書の実施例３の方法に従って製造された、結晶形
態のビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット（融点２３
０ないし２３２℃）である。
【０１１４】
　実施例８：複数押出されたポリプロピレンホモポリマーの安定化
　ポリプロピレンホモポリマー（ＰＨ３５０）３ｋｇを０．０５％ステアリン酸カルシウ
ム及び表２に従った添加剤と共にドライブレンドした。その後、このブレンドをベルスト
ルフ（登録商標：Ｂｅｒｓｔｏｒｆｆ）の２軸スクリュー押出機（ＺＳＫ２５、Ｌ／Ｄ＝
４６）中で、最大２４０℃の温度で押出した。押出物を、水槽を通して圧伸成形すること
によって冷却し、その後、粗砕した。このグラニュールを繰返し押出した。３回押出した
後、そのメルトフローインデックス（ＭＦＩ）及び黄色度指数（ＹＩ）を、実施例７と同
様にして測定した。その結果を表２にまとめた。
表２：
【表２】

脚注ａ）、ｂ）、ｃ）及びｅ）の説明については、表１の端部を参照。
ｆ）イルガノックスＨＰ１３６（登録商標：Ｉｒｇａｎｏｘ　ＨＰ　１３６）（チバ　ス
ペシャルティ　ケミカルズ　インコーポレーテッド）は、式Ｖａで表わされる化合物約８
５重量部及び式Ｖｂで表わされる化合物約１５重量部の混合物である。
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【化３】
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